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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では有機材料を使用したリング共振器の開発を目的としている。ポリマーを
リング状に並べるためのプロセスとして、初めにガイドとして石英基板にリング状
の溝を作製し、そこへポリマーを導入した。この石英基板へのエッチングをARIM
の装置を利用して行った。

実験
Experimental

石英基板に対し、有機洗浄及びUVオゾン洗浄を行い、ポジ型レジストであ
るofpr-800をスピンコートした。その後パターン投影リソグラフィシステ
ム(μpg501)を利用しリング状のパターニングを行った。また小型イオンシャ
ワー(10IBE-EPD_UoT-Y)を用いてドライエッチングを行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1にフォトリソグラフィでリング状のパターニングを施した後の画像を示
す。Fig. 2に小型イオンシャワーでエッチングを施したリングの画像を示す。エッ
チング前はリングの壁面が綺麗であるのに対し、エッチングしたことにより壁面の
形状が粗くなってしまっていることがわかる。溝の深さを確保するためにエッチン
グの時間を長くとったため、エッチングの過程でレジストが耐えることができなかっ
たことが考えられる。今後はレジストの成膜条件の検討が必要であると考えられる。
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Fig. 1 Image of ring before etching
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Fig. 2 Image of ring after etching
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